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        PicoMaster 200 是一款具有超高精度组件的多功能紫外激光写入器，专为用户提供在

感光层中创建最高自由度的微结构而设计。系统的光栅化工作原理，搭配上高速扫描以及

可调螺距步进激光头，确保了整个曝光制程在感光层表面准确而稳定地完成。

ü 系统支持高达4095级的灰度、纯二进制模式；

ü 系统对准精度最高小于250纳米，线宽均匀性小于50纳米；

ü 系统最大支持9英寸基版，400毫米/秒扫描速度，200x200毫米曝光面积；

ü 系统采取全封闭结构设计，必需的部件、控制架构和真空泵都在外壳内，便于快速安装；

ü 系统连接到空气温度调节器机组开始供应空调空气时，内置堆式过滤器将产生干净的交叉气流；      

ü 系统运动平台由机械缓振系统支撑，它将过滤掉绝大多数的噪音振动，以确保工作时的振动最小。

系统优点

激光直写

• 系统使用405纳米（可升级375纳米）激光源在感光层上曝光，不需订购或制作掩模，图案可随用户

设计而改变；

• 系统不使用掩模版，只需在基版上涂胶后用紫外激光聚焦进行曝光，激光在靶区被连续地调制到规

定的剂量；              

• 光刻胶在激光照射下会改变其化学结构，曝光后很容易溶解在显影剂中，只需暴露部分区域就可以

形成目标的图案。

PicoMaster 200

« PicoMaster 200 曝光光
时间表中只列出部分代
表性直写精度，不代表
所有尺寸；

« PicoMaster 200 曝光时
间表中的运动参数均为
标准设置；

«  PicoMaster 200 可配备
自动数值孔径开关，允
许用户选择较低的分辨
率，提高写入速度。



• 光学模块可配备自动数值孔径开关，标准配备了一个300纳米分辨率的单点；

• 对于某些应用，不需要这么高的分辨率，而开关允许用户选择较低的分辨率，这样可以在较低分辨率

下提高写入速度；

• 系统的标准作业方法就像点阵打印机一次一行；

• 激光按设计写入线条进行曝光，类似激光切割机或绘图仪工作模式，只有单点系统才能进行矢量书写；

 

PicoMaster 200

• 紧凑型光学模块，将整个光路包含其内，这使得光路尽可能地缩短，与传统光学装置相比，其指向

稳定性将大大提高；              

• 为获得最佳的光斑形状，光学模块设计了光束整形光学元件，配合长寿命的405纳米氮化镓激光二极

管进行光刻制程；              

• 搭配拥有自主专利的高数值孔径物镜，这使得市场上最小的高质量激光束光斑成为现实；

• 光学模组中，650纳米红色激光控制自动对焦系统可自动校正高度变化。

• 选项：可根据要求提供375纳米波长的光学模块替换405纳米光学模组。              

• 选项：对于要求较低的任务，可通过使用全自动数值孔径开关来选择较大的光斑大小。此开关允许

系统使用更大的光斑尺寸来提高直写速度。              

• 选项：系统配备375 纳米光学模块后，将支持用户使用仅适用于I-line光源的光阻，而光斑尺寸会减

小到270纳米，这将允许系统以更高的分辨率写入线条。
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系统可以通过改变激光的能

量输出，进行三维加工菲涅

尔透镜及其阵列。

• 槽宽高比优

• 大幅提升性能

• 线路槽平直

• 高分辨率

• 4095级

• 聚焦精准

• 支持多种格式

半导体光刻

三维加工

密排的金字塔形三维微结构

阵列，金字塔结构的边长为 

20μm。

多种不同周期的光栅组合形

成的复杂光栅，每个灰色小

方块由不同周期的光栅组成。

微纳结构 灰度光刻

微流控芯片

半导体工艺为获取精确的结构特性，需要严格

管控线宽的宽高比，而高分辨率无掩模直写系

统可以对格栅进行高精度曝光。

LED芯片

在芯片上制造微纳图形化

结构，用于提高出光效率

有着重要作用。

全息影像

芯片制造通常需要非常厚的光阻层，而

采用低分辨率进行矢量书写，可以确保

电线路槽的平整。              

通过高分辨率电子束光刻可以获得多达4095级灰度，全息设计库

的开发功能将用户最新设计理念成为现实。

ü半导体光刻

ü LED芯片

ü微流控芯片

ü微纳结构

ü灰度光刻

ü三维加工

ü全息影像

无掩模激光直写系统应用领域



PicoMaster 200
无掩模激光直写系统性能规格


